НАНЕСЕНИЕ  ПОКРЫТИЙ  НА  ОСНОВЕ  УГЛЕРОДА
Барченко В.Т., Репеева Д.М., Трифонов С.А., Лисенков А. А.
1Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ», Россия, СПб, ул. Профессора Попова, д. 5, E-mail: vtbarchenko@yandex.ru
2Учрежденеие РАН Институт проблем машиноведения РАН, Россия, СПб, Большой пр. В.О., д. 61, E-mail: lisran@yandex.ru
В настоящее время для нанесения покрытий на основе углерода используются разнообразные методы, однако наиболее эффективным представляется технология, использующая методы вакуумно-дугового осаждения. Формирование тонких пленок в вакууме реализуется на основе следующих физических процессов: распыление графитового катода катодным пятном вакуумно-дугового разряда, формирование и транспортировка составляющих плазменного потока в рабочем объеме и осаждение материала на подложку.

Для обеспечения герметичности и вакуума катод из графита крепится к титановому основанию через резьбу, что несколько затрудняет тепловой отвод от рабочей поверхности катода. Катодное пятно на графитовом катоде (МПГ-6) перемещается со скоростью несколько см/мин и представляет собой светящуюся область диаметром порядка 0.5 см. При распылении графитового катода в плазменном потоке наблюдаются не только нейтральные атомы и положительно заряженные ионы, но и агломераты, перемещение которых представляется в виде ярко светящихся прямолинейных траекторий. 

Для определения компонентов, входящих в состав плазменного потока, использовался эмиссионный спектральный анализатор на базе модернизированной одномерной ПЗС-линейки TCD 1304, имеющей 3648 pixels размером 8 × 200 μm. Исследуемый диапазон излучения лежит в диапазоне длин волн 220…950 nm с разрешением 1.5 nm. Время записи спектра изменялось от 0.01 до 10 s. В качестве эталона использовался спектр излучения ртутно-кварцевой ламы низкого давления. Для обработки данных использовалась программа ASPECT 2100.

В конструкции испарителя предусмотрена защита от прямолинейного попадания нейтральных частиц графита на подложку. С этой целью управление движением заряженной компоненты осуществляется в скрещенных электрических и магнитных полях. 
В зависимости от условий обработки удается управлять технологией осаждения заряженных частиц. Так формирование промежуточного слоя с согласованными свойствами покрытия и подложки с последующей реакцией диффузии снижает напряжения и увеличивает прочность сцепления.
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